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Wynalazek dotyczy matrycy do druku
plaskiego, a zwlaszcza matrycy ofsetowej,
oraz sposobu wytwarzania takich matryc.

Znane matryce ofsetowe posiadaja te
wade, ze w celu przyjmowania wody mu-
sza one byé ziarnowane przed naklada-
niem warstwy swiatloczufej. Nierownosé
ich powierzchni sprawia, ze punkty rastru
nigdy nie wychodza ostro, a nagatywy nie
sg oddawane wiernie. Punkty rastru oraz
inne elementy obrazu sa zawsze znieksztat-
cane.

Przy wytwarzaniu tak zwanych przedru-
kow do powielania nie mozna nigdy uzy-
ska¢ zapomoca matryc znanych zupelinej

ostrosci. Ziarna zwyklych matryc ofseto-
wych $cieraja sie znacznie podczas druku,
tak ze po odbiciu niewielkiej liczby odbitek
plyta ,tonuje” i staje si¢ nieodpowiednia
do dalszego druku.

Wynalazek polega na tem, ze cze$é ma-
trycy plaskiej, przyjmujaca wode, stanowi
powierzchnia warstwy olowiu lub stopu
otowiowego. Powierzchnia ta moze znaj-
dowaé si¢ miedzy elementami obrazu, le-
zac ponizej nich, albo tez moze wystawa¢é
ponad elementy obrazu. Doswiadczenia
wykazaly, ze warstwa tego rodzaju, nawet
bez specjalnego ziarnowania, nadaje sie do
wytworzenia potrzebnej powierzchni, przyj-
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mujacej wode. Poniewaz elementy obrazu
znajduja si¢ na gladkiej powierzchni, uzy-
skuje si¢ doskonala ostro$é¢ obrazu, co ma
wielkie znaczenie rowniez przy sporzadza-
niu tak zwanych przedrukéw. W razie po-
trzeby mozna zastosowaé nieznaczne ziar-
nowanie, lecz w zasadzie jest ono zbytecz-
ne. Przed zastosowaniem plyty lub po
pewnym okresie nieuzywania jej mozna ja
obmyé¢, np. terpentyna lub benzyna i kwa-
sem siarkowym. Przy zastosowaniu wyna-
lazku niema najmniejszej obawy, aby mo-
gly powstawaé tony lub plamy w miej-
scach niedrukujacych; elementy obrazu na
odbitkach s dokladne, czyste i ostre. Do
zwilzania wystarcza bardzo mata ilo§é wo-
dy.

Wedlug wynalazku cze$é matrycy,
przyjmujaca wode, mozna utworzyé na
podiozu z miedzi lub innego materjaty,
ktory jest twardszy niz otéw lub jego stop.

Wedlug wynalazku cze$é powierzchni,
przyjmujaca wode, moze mieé postaé cien-
kiego nalotu, utworzonego na drodze np.
elektrolitycznej.

Warstwa otowiu lub jego stopu, przyij-
mujaca wode, moze posiadaé postaé wy-
pukla zamiast postaci wklestej. Mozna to
osiagnaé¢ w ten sposéb, ze osadem otowio-
wym wypelnia si¢ przestrzenie miedzy ele-
mentami obrazu, poczem umozliwia sie
dalsze narastanie warstwy otowiowej mie-
dzy elementami obrazu. W tym przypadku
nalezy takze stosowaé plyte twarda jako
warstwe podstawowa.

Matryce, wykonana wedlug wynalazku,
mozna przystosowaé w bardzo krétkim cza-
sie do ponownego przyjecia obrazu po usu-
nieciu warstwy tworzacej obraz, poniewaz
nie potrzeba zaopatrywaé powierzchni war-
stwy dolnej w ziarnowanie.

Powierzchnia warstwy otowiu lub stopu
ofowiu przyjmuje szybko i tatwo wode, a
oprécz tego nie plami sie ona tak szybko,
_jak inna warstwa metalowa z powierzchnia
ziarnista,.

Wynalazek obejmuje réwniez matryce
cylindryczng, ktérej czesé czynna ma po-
sta¢ matrycy plaskiej.

Poniewaz matryce, wykonane wedlug
wynalazku, nie musza byé ziarnowane,
wiec ich trwalo$é réwniez nie jest zalezna
od zuzywania si¢ ziarna, wskutek czego
mozna stosowaé te sama plyte do wielkiej
liczby odbitek. Przed uruchomieniem ma-
szyny drukarskiej lub po dluiszej prze-
rwie w jej ruchu nalezy matryce obmyé¢
benzyna, terpentyna, kwasem siarkowym,
roztworem soli Streckera lub innym odpo-
wiednim s$rodkiem.

W czasie zatrzymania maszyn dru-
karskich nie potrzeba gumowaé matryc,
wykonanych wedlug wynalazku, co ma
wielkie znaczenie, zwlaszcza przy druku
ofsetowym na maszynach rotacyjnych. Do
druku wystarcza mniejsza ilosé¢ farby, niz
przy uzyciu znanych matryc cynkowych.

Zastrzezenia patentowe.

1. Matryca do druku plaskiego,
zwlaszcza matryca ofsetowa, znamienna
tem, ze czes$é jej powierzchni, przyjmujaca
wode, stanowi powierzchnia warstwy z ofo-
wiu lub stopu otowiu, ewentualnie ziarno-
wana.

2. Matryca wedlug zastrz. 1, znamien-
na tem, zZe warstwa, przyjmujaca wode,
jest osadzona na podtozu z miedzi lub in-
nego materjalu twardszego niz otéw lub
jego stop.

3. Matryca wedlug zastrz. 1, 2, zna-
mienna tem, ze cze$é powierzchni, przyj-
mujaca wode, stanowi cienki osad metalu.

4. Matryca wedtug zastrz. 1, znamien-
na tem, ze jej cze$é, przyjmujaca wode,
stanowi osad metalowy, umieszczony mie-
dzy elementami obrazu, przyjmujacemi
farbe, lub wystajacy ponad powierzchnie,
przyjmujaca farbe.

5. Matryca wedlug zastrz. 4, znamien-
na tem, ze elementy obrazu sa nalozonme



na warstwe, sktadajaca sie z osadu meta-
lowego i posiadajaca postaé¢ powierzchni
warstwy ofowiu lub stopu olowiu.

6. Sposéb wytwarzania matryc do dru-
ku plaskiego wedlug zastrz. 1 — 5, zna-
mienny tem, ze podloze z miedzi lub inne-
go materjalu twardego zaopatruje si¢ w
spos6b elektrolityczny w warstwe otowiu
w postaci osadu metalowego, a potem uzy-
wa si¢ go jako podstawy elementéw obra-
zu. :

7. Sposéb wedlug zastrz. 6, znamien-

ny tem, Ze oléw lub stop olowiu naklada sie
miedzy elementami obrazu tak, ze jego po-
wierzchnia, przyjmujaca wode, moze znaj-
dowa¢ sie ponizej powierzchni elementow
obrazu lub tez wystawaé ponad te po-
wierzchnie.

Willem Anthonius Boekelman.
Alberthus Elfers.
Zastepca: Inz. W. Suchowiak,

rzecznik patentowy.
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